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Ⅰ ナノ構造形成技術 

Nanostructure Fabrication 
 

岡田真・春山雄一・松井真二 

Okada M., Haruyama Y., Matsui S. 
 

ナノインプリントリソグラフィーは、ナノメートルスケールのパターンを有する金型（モールド）

を樹脂（レジスト）に転写する事により、微細構造物を作製する技術である。簡便なプロセスで容易

にナノ構造物を作製可能であることから、IT 分野、光学分野、環境・エネルギー分野、バイオ分野、

など、様々な分野への応用が期待され、徐々に実用化が始まっている。このナノインプリントリソグ

ラフィーによって作製したナノ構造物の物性評価や新規現象の探索、あるいはナノインプリントプロ

セスに関する研究を行っている。さらに、ナノインプリントリソグラフィーの特性を活かし、高機能

性物質をパターニングすることで高機能微細加工物を作製し、評価を行っている。 
 

 

Ⅱ ニュースバル・ビームラインを用いた物性研究 

Studies of Materials Physics using synchrotron radiation 
 

春山雄一・松井真二 

Haruyama, Y., Matsui. S. 
 

ニュースバル・ビームライン 7B では、短尺アンジュレータから発生する軟 X 線を利用し、様々な

物質の物性研究を行っている。ビームラインの改良によりエネルギー範囲が拡大され、40 - 800 eV
の励起光が利用できるようになった。エンドステーションでは、光電子分光および吸収分光測定が可

能である。光電子分光法では、占有状態に関する情報（価電子帯、内殻準位）、吸収分光では、非占

有状態に関する情報を得ることができる。これらの手法を用いて、機能性分子材料、炭素材料および

遷移金属合金の物性評価研究、シリコン表面や酸化物表面と金原子との相互作用およびめっき鋼板上

における酸化膜等の研究を行っている。 
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